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１．概要（Summary） 
光デバイス中の光波の伝搬方向を制御する方法として、

トポロジカルフォトニック結晶のカイラルエッジ状態を利用

する方法が注目されている。今回、表面プラズモン波に

対して同等の機能を発現する、トポロジカルプラズモニッ

ク結晶の実現を目指し、NIMS 微細加工プラットフォーム

の電子ビーム描画装置を利用した試料作製を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
多元スパッタ装置、125kV 電子ビーム描画装置 
 
【実験方法】 
1. Si 基板上に Ti/Au（10 nm/100 nm）をスパッタ成膜 
2. レジスト塗布（以下の 2 通りを実施。） 

・PMMA(A 6) 単層レジスト 
・MMA/MAA EL11、PMMA(A 2) 2 層レジスト 

3. EB 描画 
・Dot Number :50000 dots 
・Field Size  :100 µm  
・Pitch  :1 
・Area Dose  :900 µC/cm2 

・Beam Current :1 nA 
・Dose Time  :0.04 µsec/dot 

4. 現像 
PMMA developer、および IPA に、それぞれ 90 
秒、および 20 秒浸漬。 

5. Au を 60 nm 蒸着 
6. リフトオフ 

NMP に浸漬（80℃、1 時間）後、超音波洗浄。そ

の後、アセトン浸漬と超音波洗浄、および、IPA 浸
漬を実施。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 作製した試料を Fig. 1 に示す。基板の表面には全面

に Au 膜が製膜されており、中央の 2 mm 四方の領域

にトポロジカルプラズモニック結晶の結晶パターンが形成

されている。各々の結晶パターンの大きさは 50 µm 四方

であり、格子サイズ等を変化させた約 100 種類の結晶パ

ターンを作製した。この試料を用い、筑波大学にて、フェ

ムト秒レーザーの照射により励起される表面プラズモンポ

ラリトンの空間分布の顕微観察を行った。 

 

Fig. 1 Picture of the Au plasmonic crystal. 
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